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１．概要（Summary） 

ワンショット分光撮影を目的としたカメラ開発のため、

Nb2O5/SiO2 多層膜のナノ構造体 [1] によるカラーフィ

ルタを作成する。カラーフィルタは、画素ごとに異なる分

光透過特性を実現するために、石英基板表面の微細加

工、および石英基板への成膜作業を数百nmオーダで行

う必要がある。本年度は、画像復元に必要な分光感度特

性の理論的設計を行った上で、画素単位ごとに異なる格

子状の微細構造を電子線描画によって加工し、スパッタリ

ングのためのベースとなる基板を作成した。電子線描画

には、東北大学ナノテク融合技術支援センターの装置を

使用した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB描画装置 

【実験方法】 

石英基板にタングステン・シリサイド(WSi)膜(20 nm、

帯電防止膜兼マスク)とレジスト膜をコーティングし、エリオ

ニクス社製の EB 描画装置 ELS-G125S にて、数百 nm

オーダで周期的な縞状の模様を描画（露光）した。その後、

デベロッパーにて現像し、表面の微細加工状態を電子顕

微鏡にて観察した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

EB描画を行った石英基板（20 mm x 30 mmの 4箇

所に描画）、および描画部分の電子顕微鏡画像を Fig. 1

に示す。SEM画像は、イメージャの 4画素内(1画素あた

り 4,650 nm2)の範囲において、微細格子を約 300 nm間

隔で描画した箇所を拡大している。格子の凹凸が明瞭に

見えることから、成膜のベースとなる基板を予定通り作成

できた。今後、当基板にNb2O5/SiO2多層膜を形成し、分

光フィルタアレイを作成した上で、モノクロカメラを用いた

画質評価を行う予定である。 

  

Fig. 1: Developed substrate. (Left: overview, Right: 

Scanning electron microscopy (SEM) image of 

drawn nanogrid.) 
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